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 近年、環境調和型社会インフラの一部として、エネルギ

ー貯蔵材料の重要性が高まっている。特に高性能な電池

材料の要求は非常に高く、産学問わず世界的な研究開

発競争が繰り広げられている。 

１．概要（Summary） 

 本課題は、次世代電池材料の候補物質について材料

科学的な検討を行い、得られた成果を産業応用へとつな

げていくことを目的とする。平成 26 年度は金属―空気電

池向け電極触媒材料について検討を行った。 
 

 平成 26 年度は、新たに走査プローブ顕微鏡のトレーニ

ングを受講し、利用を開始した。また別途申請した NPF
所有のX線回折装置、顕微ラマン分光装置の利用も合わ

せて行った。 

２．実験（Experimental） 

弊社において化学気相成長法(CVD)、原子層堆積法

(ALD)による電極材料の成膜を行い、得られた薄膜試料

について NPF 装置利用とともに弊社所有の分析装置を

用いて各種分析を行った。 
 

 金属-空気電池向け電極触媒について、作製した薄膜

がある程度以上の厚さではこれを空気中で加熱すること

で触媒活性が向上することが観測された。これが結晶相

の変化に起因することが X線回折、顕微ラマン分光により

確認された。また一方、ある範囲の膜厚においては加熱

処理をしなくても高い触媒活性が確認された。これについ

て、走査プローブ顕微鏡を利用することで薄膜の成長機

構と関連させた説明を行うことができた(Fig.1,2)。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 この項目について実験条件の最適化や異なる物質系へ

の拡張などの余地があり、更なる高機能材料が得られる

可能性がある。 
 

 

Fig. 1. AFM profiles of ALD-deposited films. 

 

Fig.2. Plausible film growth model and thickness 
dependence of RMS roughness of film. 
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